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題 	 目 	 L10型MnGa膜を用いたイオン照射型ビットパターン媒体の研究	 

	 我々のグループではこれまでに磁気記録媒体の材料として有用なL10型 MnGa(001)配向

膜を安価な熱酸化膜付きSi基板上に作製し，30keVの Kr+イオン照射によりビットパター

ン媒体が作製できることを報告してきた．しかし，Fig.1(a)に示すように先行研究にお

いて作製されたMnGa膜は飽和磁化が小さく，実用化に十分な信号強度が得られていない

という問題があった．	 

	 本研究では，磁気特性の向上を目指すべく、種々の検討を行った．具体的には，バッ

ファ層に使用されているMgO層厚の最適化，MgO層と熱酸化膜層間へのCrB層の挿入，熱処

理温度の最適化などを行った．最終的に得られたMnGa膜の磁化曲線をFig.1(b)に示す．

面内方向の磁化ループが開いてしまっており異方性の分散が見られるが，垂直磁気異方

性を持っていることがわかる．飽和磁化は120	 emu/ccから340	 emu/ccへと約3倍に増加し，

L10型 MnGaのバルク値の70%ほどの飽和磁化が得られている．これはバッファ層とその作

製条件の改善により，MnGa膜の結晶性が向上したことを示している．このように，MnGa

膜の磁気特性の改善に成功した．Fig.2に 100nmピッチで作製したMnGaビットパターン膜

の磁気力顕微鏡(MFM)像を示す．Fig.1(b)のヒステリシスからc軸が膜法線方向を向いて

いない結晶粒の存在が示唆されるため，ビット部分で磁気コントラストが得られていな

い領域が存在するが，100	 nmピッチのパターンにおいても明暗の磁気コントラストが得

られており，イオン照射によりパターニングできていることが確認できる．これは，先

行研究における最小ピッチサイズ150	 nmよりも小さい値であり，より微細なパターンの

形成に成功したと言える．	 
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Fig .1  Ou t -o f -p lane  and  in -p lane  hys te re s i s  loops  o f  MnGa  
f i lms  f ab r i ca ted  unde r  d i f f e ren t  cond i t ions :  ( a ) th i s  s tudy  and  
(b )  p rev ious  r e sea rch .  

( a )  (b )  

F ig .2  MFM image  o f  MnGa  b i t -pa t t e rned  
f i lm  wi th  the  p i t ch  s i ze  o f  100nm.  
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